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(21)  1-2020-03842 

(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý bề mặt đầu của tấm mỏng gồm 

nhiều màng, phương pháp này bao gồm các bước: 

 cố định tấm mỏng (10) bằng cách ép tấm mỏng bằng chi tiết tiếp xúc 

thứ nhất (21) và chi tiết tiếp xúc thứ hai (31) từ hai phía của tấm mỏng này 

theo chiều độ dày sao cho chi tiết tiếp xúc thứ nhất và chi tiết tiếp xúc thứ 

hai này tiếp xúc với tấm mỏng; và 

 xử lý bề mặt đầu của tấm mỏng được cố định, 

 trong đó trong bước ép, hệ thức Pmin ≥ 0,4 Pmax được thỏa mãn, 

trong đó Pmax và Pmin lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của áp 

suất tại bề mặt tiếp xúc A giữa chi tiết tiếp xúc thứ nhất với tấm mỏng. 
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